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(57) Rezumat:

Inventia se refera la o instalatie pentru tratamente in
plasméa rece de inaltéd frecventa cu aplicabilitate in
laboratoarele de restaurare din muzee, arhive, biblio-
teci. Instalatia conform inventiei este realizata dintr-un
vas (1) cilindric din sticla termorezistenta care asigura
obtinerea unei descarcari in plasma rece de inalta
frecventa intre doi electrozi (2, 3) exteriori legati Tn
paralel cu doi electrozi (16, 17) interiori, conectati la un
generator (11) de inalta frecventd de 1, 5 MHz si putere
300 W, astfel incét, prin dispunerea si modul de
conectare al electrozilor, in vas (1) este amorsata o
plasma uniforma de mica intensitate, adecvata tratarii
unor obiecte cu geometrie complexa.
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INSTALATIE PENTRU TRATAMENTE iN PLASMA RECE DE INALTA
FRECVENTA

Inventia se referd la o instalatie ce permite obfinerea unei descarciri uniforme in
plasmi rece de inaltd frecventd, 1,5 MHz, intr-o incintd cilindricd de mari dimensiuni, fiind
destinata unor tratamente specifice de decontaminare §i curdfire a unor obiecte cu geometrie
complexa.

Se cunosc mai multe tipuri de instalatii ce utilizeazi plasma rece de inalta frecventd
pentru tratamente de curdtire, decontaminare microbiologicd §i acoperire de protectie a
suprafetelor.

Obiectele ce se trateazd in plasma se introduc intr-o incintd vidatd la presiunea de
410" mbar-5-10"" mbar, intre doi electrozi conectati la o sursi de putere de nalti frecventd
(0,5MHz-13,5MHz, 50W-1kW).

Intensitatea descarcirii de inalt3 frecventd prezinti un maxim langa electrozi si o zoni
de gradient minim la mijlocul distantei dintre acegtia.

Pentru a beneficia de un tratament uniform obiectele se pozifioneaza in zona centrald a
descércirii ce are o extindere spatiald de maxim 1/3 din distan{a dintre electrozi.

Dezavantajul principal al acestor instalatii constd in aceea c# obiectele mai mari decat
dimensiunile zonei centrale sunt expuse, in timpul tratamentului, la intensitati diferite ale
descarcdrii in plasma.

Problema pe care o rezolvd inventia constd realizarea unei instalatii care sd producs
intr-un volum mare o descarcare uniforma in plasma rece de inalta frecventa.

Conform inventiei, instalatia inliturd dezavantajele de mai sus permitind tratamentul
in plasma rece de inaltd frecventa a unor obiecte cu geometrie complexa de mari dimensiuni,
fiind alcituitd in acest scop dintr-un vas cilindric din sticld Pyrex, etansat cu dou# flanse din
otel inoxidabil de formd circulard constituind electrozii exteriori, legati in paralel, prin
intermediul unei lame elastice din cantal §i a unui suport metalic, cu o pereche de electrozi
interiori de forma dreptunghiulara, amplasati vertical in vasul cilindric, astfel incat, dupi
obtinerea presiunii de lucru de 2,5-10"" mbar realizati cu o pompi de vid, un vacuummetru si

un robinet ac, tensiunea de inaltd frecventd produsd de un generator (1,5 MHz, 300W) si
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aplicatd ansamblului de electrozi si producd o descircare principald intensi intre electrozii
interiori §i una uniforma, de mica intensitate, in zona cuprinsa intre electrozii exteriori.

Prin aplicarea inventiei se obtin urmatoarele avantaje:

- obtinerea plasmei reci de naltd frecventd cu caracteristici uniforme intr-un volum
mare

- permite tratarea obiectelor cu geometrie complexi

- se pot trata simultan doui sau mai multe obiecte

- este usor de manipulat gi intrefinut

Se da n continuare un exemplu de realizare a inventiei in legitura cu figurile 1, 2 si 3,

care reprezinti:

- fig. 1 vedere in perspectivi si sectiune a instalatiei conform inventiei

- fig. 2 imagine fotografica a instalatiei prezentdnd o descércare in plasma rece de inalta
frecventa cu electrozii interiori amplasati central

- fig. 3 imagine fotografica a instalatiei prezentand o descarcare in plasma rece de nalta
frecventa cu electrozii interiori amplasati lateral

Instalatia, conform inventiei, este alc&tuitd dintr-un vas cilindric 1 din sticld Pyrex,
dispus in plan vertical, etangat cu doud flange circulare din otel inoxidabil de forma circulara
constituind electrozi exteriori 2, 3, previzuti cu racorduri izolatoare 4, de cauciuc sau teflon
pentru cuplarea la o pompé de vid 5, la un vacuummetru 6, si la un robinet cu ac 7. Niste
borne 8, 9, metalice, montate pe electrozii exteriori 2, 3, permit conectarea, prin intermediul
unor conductori multifilari 10 din cupru cu manta de teflon, la un generator de inalta frecventi
11 (1,5 MHz, 300W). Pe electrodul exterior 3 sunt montate nigte suporturi izolatoare 12 din
teflon cu rol de sustinere a vasului 1. In vederea obtinerii presiunii de lucru necesare de
2,5:10" mbar, vasul 1 este etangat cu niste garnituri inelare, 13, 14, de cauciuc siliconic.
Accesul In interiorul vasului 1, se face prin ridicarea electrodului exterior 2 cu ajutorul unui
méaner 15 montat pe acesta. Niste electrozi interiori 16, 17 din aluminiu, de formi
dreptunghiulari, sunt amplasati in plan vertical in vasului 1 cu ajutorul unor distantiere 18, 19
de teflon gi a unui suport 20 din ofel inoxidabil fixat pe electrodul 16.

Suportul 20, asigurs atdt contactul electric intre electrozii 16 si 3, cat §i pozitionarea
centrald sau laterald a perechii de electrozi interiori 16, 17. O lama elasticd 21 de cantal
conecteaza electric electrozii 2 si 17. Distanfa a dintre electrozii interiori 16, 17 trebuie sa fie
mai micd decat distanta P fatd de electrozii exteriori 2, 3 pentru a pistra costant potentialul
electric dintre acestia. Dupa vidarea vasului 1 la presiunea de 0,5 -10"" mbar se introduce azot

cu robinetul cu ac 7 pand la presiunea de de lucru de 2,5: 10" mbar. Se conecteazi generatorul
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de naltd frecventd 11, tensiunea electricid produsi fiind aplicatd electrozilor exteriori 2, 3,
legati in paralel cu electrozii interiori 16, 17.

Datoritd modului de amplasare §i conectare a ansamblului de electrozi, are loc o
descércare intensa in plasma de inalta frecventa intre electrozii interiori 16, 17 §i o descércare
uniformi de mic3 intensitate intre electrozii exteriori 2, 3 asigurind efectuarea unui tratament

menajant si uniform a unui obiect 22 cu geometrie complexa dispus convenabil in vasul 1.
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REVENDICARE

Instalatiec pentru tratamente in plasmi rece de inaltd frecventd cu caracteristici
uniforme intr-un spatiu de mari dimensiuni, alcituitd dintr-un vas cilindric (1) din sticld
Pyrex, dispus vertical pe trei suporti izolatori (12), etansat cu doui flange din otel inoxidabil
previzute cu garnituri inelare (13), (14) de cauciuc, constituind electrozii exteriori (2), (3)
conectafi electric la un generator de inalti frecventd (11) cu parametrii 1,5 MHz, 300 W, o
pompa de vid (5), un vacuummetru (6), si un robinet cu ac (7), caracterizati prin aceea ci,
pentru obfinerea de tratamente uniforme pe obiecte (22) cu geometrie complexa, in vasul
cilindric (1) se amplaseazi in plan vertical doi electrozi interiori (16), (17) din aluminiu, legati
in paralel cu electrozii exteriori (2), (3), pozitionati astfel incat distanta (o) dintre ei s3 fie mai
micd decét distanta (B) fati de electrozii exteriori (2), (3), contactul electric dintre cele dou#
perechi de electrozi fiind realizat printr-o lamé elasticd (21) din cantal i un suport (20),
metalic, fixat pe electrodul (16), asa incat, dupd stabilirea presiunii de lucru de 2,5- 10" mbar
in vasul (1) si tensiunea de inaltd frecventd produsd de genetatorul (11) s& amorseze o
descarcare principald intensd intre electrozii interiori (2), (3) si una uniformd de mici

intensitate intre electrozii exteriori (16), (17).
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